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В настоящее время в области высоких технологий широко используется обработка с помощью плазмы и 

потоками заряженных частиц. Такие технологии позволяют получать, как атомарно чистую поверхность, так и 

формировать пленочные микро- и наноструктурированные функциональные слои и покрытия с уникальным 

комплексом физических характеристик для нужд машиностроения, оптики, микроэлектроники и ряда других 

отраслей науки и техники. Однако реализация этих технологий требует создания и поддержания высокого 

вакуума, что значительно усложняет и удорожает их, тем самым ограничивая потенциальное их применение, 

как по цене, так и по возможности нахождения объектов обработки при пониженном давлении. В тоже время, 

благодаря интенсивному развитию систем питания и газоразрядных устройств с начала века стали появлять-

ся и активно совершенствоваться системы для генерации плазмы атмосферного разряда. 

Для установления особенностей формирования и режимов горения разряда при атмосферном давлении 

проведены исследования зависимости длины плазменной струи от расхода рабочего газа при различных 

напряжениях на первичной обмотке высоковольтного преобразователя.  

По длине факела косвенно можно судить о свойствах разряда, а также она является параметром для 

оптимизации расхода газа и затрат мощностей при технологической обработке.  

При увеличении расхода газа с 30 до 120 л/ч зависимость длины факела от расхода имеет линейный 

характер. Свыше 130 л/ч наблюдается насыщение. Такое поведение объясняется следующим образом: с од-

ной стороны -  увеличение расхода газа увеличивает расстояние, которое проходит возбужденная частица за 

время своей жизни. С другой стороны, увеличение расхода приводит к увеличению «оттока» заряженных и 

возбужденных частиц из зоны разряда, что уменьшает интенсивность плазмообразования.  

Увеличение напряжения приводит лишь к незначительному увеличению длины факела, но при этом ин-

тенсивность горения увеличивается. Это говорит о том, что геометрические параметры плазменного факела 

определяются особенностями газодинамики, а увеличение напряжения увеличивает степень ионизации ра-

бочего газа.  
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